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１．概要（Summary） 

近年、マイクロ波による無線電力伝送やマイクロ波送電

が注目されている。マイクロ波送電では、アンテナと整流

回路を併せ持つレクテナと呼ばれる受信装置の性能が重

要であり、これまでに 2.45 GHz、5.8 GHzで動作するレ

クテナの研究が盛んに行われてきた。一方、ミリ波では

2.45 GHzのマイクロ波と比較して波長が 1/10以下となる。

そのためレクテナを小型化することができ、高いエネルギ

ー密度での送電が可能であると考えられる。また、ミリ波

回路の性能特性を計測するためには導波管との接続が

必要になってくる。そのため、変換素子である Fin-line[1]

と呼ばれるものが必要になる。本報告では、28 GHzで動

作するレクテナの回路の特性評価に用いるFin-lineの製

作を目的とする。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・ ス パ ッ タ リ ン グ装置 （芝浦 メカ ト ロ ニ ク ス社 ,  

CFS-4EP-LL） 

・ウェーハーダイシングマシン（DISCO社, DAD322 

・パターン投影リソグラフィシステム（ハイデルベルグ社, 

PG501） 

【実験方法】 

Si 基板上にレジストをスピンコートにより塗布し、パター

ン投影リソグラフィシステムによりパターンを感光させる。

感光した部分を化学薬品により溶かし、スパッタリング装

置によって Al をスパッタさせる。その後有機溶液でレジス

トを溶かし、リフトオフする。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Si基板上にパターニングをし、Fin-lineを作製した。作

製した Fin-lineを Fig. 1に示す。また作製した Fin-line

を顕微鏡で見た画像を Fig. 2に示す。設計した線路幅は

70 mであるため、誤差 1 %程度で精度良く出来たことが

わかる。 

 

Fig. 1 Photograph of the Fin-line 

 

(a)                          (b) 

Fig. 2 Measurement of the Fin-line (microscope) 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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